
進捗報告: 東京工芸大学の小林信一先生の研究室とLOCOMTEC社萩原AIPS研究所との産学共同研究開発が開始しました。
２０２６年２月１７日に岩崎正昭代表と萩原良昭が小林信一先生を訪問し、このWafer３枚をお渡し、第１Step として、
まずは、Silicon結晶表面を常温で３μmエッチングするKOH液Etchingの条件出しを開始しました。詳細は下記サイト参照。

https://shi-ms.com/jp/news/news1699/

実質１０日間程度で原理試作のサンプルの作製は可能です。

How_to_make_Multi_Junction_Solar_Cell_Yoshiaki_Hagiwara.html
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https://202011282002569657330.onamaeweb.jp/AIPS_Library/How_to_make_Multi_Junction_Solar_Cell_Yoshiaki_Hagiwara.html
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